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可配ICP等离子源 

可配Hipims电源 

——— 

工艺编辑软件 

自动Recipe控制 

——— 

应力可调 

低温低损伤 

 

CPU150  
CLUSTER PVD SYSTEM 

磁控溅射镀膜系统  
 
CPU150磁控溅射镀膜系统是用于研发和小批量生产的团簇式溅

射设备，可实现高质量的金属和非金属薄膜的沉积溅射。设备

系统包括 Loadlock 基片装载系统、机械手臂 自动传输系统、工

艺腔室（3 个）、真空系统和工控系统等，所有系统均可由设备

前端的操 作触电脑过 PLC 进行编辑控制，便于灵活操作，安全

作业。 
 

金属薄膜和非金属薄膜沉积腔均支持多种磁控阴极的沉积源互

换安装，灵活实现多膜层沉积工艺 。  

 

 



 

 

技术规格 参数 

主要用途  镀制金属薄膜和非金属薄膜  

真空泵组  标配直流电机静音旋片泵+分子泵组/ 可选配干泵  

泵组抽速   >4 m3/h 旋片泵+500 L/S 分子泵  

极限真空   <1.0E-4 Pa 

工作气压   典型值：0.2-1 Pa  

抽空时间   <30Min （<1.0E-3 Pa，洁净腔体） 

真空测量   测量范围大气压到1.0E-8Torr，进口品牌复合真空计 

气体控制  多路 MFC气体质量流量控制器（50或100 SCCM Ar/N2）  

腔室尺寸   ~Ø 300 *180 mm  

磁控靶源 

  靶材尺寸 Ø 76.2*0.1-5 mm （可选靶材尺寸和数量） 

  可实现单靶溅射/双靶共溅射/交替溅射/多腔交替 带独立挡板，可溅射贵金 

  属Au、Pt、Al、 Cr、Ag、Ti等金属（通Ar 气）或TIN、ALN、C等非金属  

溅射电源 
  恒功率磁控DC溅射电源 Max. 500W （可选国产或进口品牌） 

  HIPIMS高功率脉冲双极电源 

样品台 

  6英寸样品台。系统采用多轴伺服电机控制系统+磁流体密封+波纹管模组， 

 可以实现样品台自动上下升降（可调范围不低于40mm），以及样品台的旋 

 转（速度 0-60 RPM可调） 

等离子清洗   可选配RF射频等离子清洗源(ICP) 

工控模式 

  提供客户端工艺菜单编辑软件。可以实现工艺菜单灵活编辑（可以在工艺 

  编辑软件进行模块化的工艺菜单编辑）+工艺菜单自动控制执行模式（载入 

  工艺菜单，支持实现无人值守或远程网络控制镀膜） 

操作方式   电脑远程网络控制 

重量尺寸   ~1000 Kg / 长*宽*高：2400mm*2400mm*1800mm  

输入电源/气   380V AC，50/60Hz 接地三脚插头，压缩空气0.4MMa 

输入功耗   ≤25 KW  

质量保证   一年免费/终身维护 

备注   以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知，如有疑问请联系我们 

深圳市速普仪器有限公司 

地址：深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009 

电话：0755-26642901   传真：0755-26419205 

邮件：sales@suproinst.com 

www.suproinst.com                

深圳市速普仪器有限公司（北京办事处） 

地址：北京市海淀区太平路甲40号金玉元E座105室  

电话： 010-63839091   传真：010-63839091 

邮件:   zkchang@suproinst.com  


